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Sample _anatase/% size / nm at 470nm___ 470nm/ps at 600nm
AMT100 100 6.0 0.11 150 013
AMT601 100 22.6 0.07 1.65 0.06
ST-01 100 7.0 0.12 133 0.12
ST-41 100 50.0 0.12 2.50 0.15
Uv100 100 10.0 0.14 2.16 0.11
Kojyundo 0 54.0 0.14 >100 0.23
MT150A 0 146 0.07 >100 0.08
MT150W 0 15.0 0.10 >100 0.09
MT500B 0 22.7 0.07 >100 0.08
MT600B 0 273 0.11 >100 0.10
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